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１．概要（Summary ） 
本研究では、Au3Cu単結晶表面を用いて、超熱酸素分子

線による極薄酸化膜形成過程の並進エネルギー依存性

を追跡し、これまで得ているCuおよびCu3Au単結晶表面

での結果と比較し、バルク組成依存性を系統的に理解す

ることを試みた。それにより極薄酸化膜形成過程への合

金化の効果の解明を目指した。具体的にはAu3Cu(111)
ならびにCu3Au(111)表面に照射する酸素分子線を照射

しながら表面酸化がどのように進んでいるのかを放射光を

用いた高分解能光電子分光法により明らかにし、比較検

討した。分子線により誘起されるプロセスが、合金表面の

酸化物生成過程（例えば亜銅生成過程）と保護膜形成に

どのような効果をもたらすのかを解明し、特にバルクの合

金組成に着目して、その酸化膜生成の違いを議論した。 

２．実験（目的,方法）（Experimental） 
実験は、日本原子力研究開発機構の軟 X 線ビームライン

SPring-8 BL23SU に設置してある表面化学反応解析装

置(SUREAC2000)を用いて行った。Cu3Au(111)および

Au3Cu(111)表面は、Ar+イオンスパッタリングとアニーリン

グを繰り返すことにより清浄化した。X 線光電子分光

(XPS)および低速電子回折(LEED)を用いて、表面の清

浄化の確認を行った。表面温度を 300 K に設定し、表面

垂直方向から並進エネルギー2.3 eV の超熱酸素分子線

を照射した後、シンクロトロン放射光を用い高分解能 XPS
により各種光電子ピークを測定し酸化の程度を評価した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
Au3Cu(111)の Au-4f XPS スペクトル測定において、表

面に敏感な測定である表面垂直から 70°方向での測定

と垂直方向での測定の結果の比較から、清浄表面では、

表面第1，2層がほぼ100%のAu原子が組成となっていて、

Au が表面に析出していることが分かった。この結果は、Au
原子が表面第一層で 50%を占め、第 2 層で 32%を占める

Cu3Au(111)表面の結果[1, 2]と大きく異なっている。この

Au3Cu(111)の特異的な Au 原子分布は第一原理計算から

も支持されている。 
 Au3Cu 表面の保護膜機能を検証するために、表面温度

300 K において、Au3Cu(111)表面に超熱酸素分子線を照

射し、O 1s XPS ピークを測定して酸素の吸着（アップテーク）

曲線を求めた。並進エネルギー2.3 eV の酸素分子線を表

面温度 300 K で照射した場合には、Au3Cu(111)は
Cu3Au(111)がよりも格段に酸化されにくく、強い保護膜機

能を有する事が分かった。これは、Au3Cu(111)表面にほぼ

100%の組成で存在する Au 原子が O2 分子の解離吸着の

活性化障壁を大きくするためである。 
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